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ワット級の高出力連続波(CW)深紫外(DUV)レーザ光源は実用化され[1]、さらに 10W 級の高出
力化研究も進捗している[2,3] 。これらの光源は狭線幅 CW出力という特徴により、半導体欠陥検
査分野において盛んに応用が進んでいる。これらの光源では、直接引き上げ法により育成された

β-BaB2O4結晶(BBO)を用い深紫外光を得ている。今回 CW出力において優れた波長変換特性を示
す直接引き上げ法育成 BBOおよび LiB3O5(LBO)を用い、高繰返しナノ秒・ピコ秒パルスファイバ
ーレーザによる高出力 3,4,5倍波発生を試みた。355nm において最大 40W, 266nm において 15W 
とパルス出力においても優れた波長変換特性が得られたのでその結果を報告する。 
図 1に 355nm出力特性を示す。基本波光源としてパルス幅 1nsec、繰返し 500 kHzのナノ秒シ

ードレーザ出力から２段階のファイバーパワーアンプを経て、最大 100W の赤外出力を得た。そ
の赤外出力より SHGを経て Type2位相整合 LBOより得られた 355nm出力を示す。1064nmから
355nm への変換効率は 47%であった。 
図 2はパルス幅 1nsec、繰返し 300kHz、赤外出力最大 70W パワーアンプを基本波光源として用

いた時の 266nm出力を示す。532 nmから 266nm への変換効率は最大 38%であった。 
ピコ秒波長変換特性や 5 倍波発生特性等詳細は当日報告する。CW のみならず高平均パワーパ

ルス出力を得た事によりプロセス・加工用途への応用分野の拡がりが期待される。 
なお、本研究の一部は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のイノベ

ーション実用化ベンチャー支援事業の一環として実施された。ここに謝意を表する。 
 

 

図 1. 355 nm 出力特性	      図 2. 266 nm出力特性 
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